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半導體製程疊對誤差量測之研究
繞射式疊對量測技術的新型理論模型量測方法。
主要利用兩個具有不同疊對誤差值d與d+X的光柵結構，進行繞射差分光譜分析，以達成高靈敏度的疊對誤差量測及降低其他製程參數變異所造成的量測誤差。
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